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(57)【要約】
【課題】任意の基板上に任意の形状を有する、外観、デ
ザイン性に優れたハーフミラーおよびその製造方法を提
供する。
【解決手段】本発明に係るハーフミラーの製造方法は、
３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物と、酸性基
を有する付加重合性化合物と、親水性官能基を有する付
加重合性化合物と、を含有する下地組成物を、透明基板
または透明フィルム上に塗布し、重合して、有機膜を形
成する有機膜形成工程と、上記酸性基を金属（Ｍ１）塩
にする金属塩生成工程と、上記金属（Ｍ１）イオンより
もイオン化傾向の低い金属（Ｍ２）イオンを含有する金
属（Ｍ２）イオン水溶液で処理することによって、上記
酸性基の金属（Ｍ１）塩を、金属（Ｍ２）塩とする金属
固定工程と、上記金属（Ｍ２）イオンを還元して上記有
機膜表面に金属膜を形成する還元工程と、を含む。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物と、酸性基を有する付加重合性化合物と、
親水性官能基を有する付加重合性化合物と、を含有する下地組成物を、透明基板または透
明フィルム上に塗布し、重合して、有機膜を形成する有機膜形成工程と、
　上記有機膜を、金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理することによって、上記酸
性基を金属（Ｍ１）塩にする金属塩生成工程と、
　上記金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理した有機膜を、上記金属（Ｍ１）イオ
ンよりもイオン化傾向の低い金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２）イオン水溶液で
処理することによって、上記酸性基の金属（Ｍ１）塩を、金属（Ｍ２）塩とする金属固定
工程と、
　上記金属（Ｍ２）イオンを還元して上記有機膜の表面に金属膜を形成する還元工程と、
を含むことを特徴とする、ハーフミラーの製造方法。
【請求項２】
　上記塗布を印刷またはインプリント法によって行うことにより、上記有機膜に凹凸を付
与することを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項３】
　上記酸性基が、カルボキシル基、スルホン酸基、フェノール基、安息香酸基、フタル酸
基、サリチル酸基、アセチルサリチル酸基およびベンゼンスルホン酸基からなる群より選
ばれる官能基を含むことを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項４】
　上記３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物の反応基が、アクリロイル基および／
またはメタクリロイル基を含むことを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造
方法。
【請求項５】
　上記親水性官能基が、エチレンオキシド基および／またはプロピレンオキシド基を含む
ことを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項６】
　上記金属（Ｍ１）が、カリウムまたはナトリウムであることを特徴とする、請求項１に
記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項７】
　上記金属（Ｍ２）が、スズ、ニッケル、インジウム、金、パラジウム、および銀からな
る群より選ばれる１種類または２種類以上の金属であることを特徴とする、請求項１に記
載のハーフミラーの製造方法。
【請求項８】
　上記還元工程では、上記金属（Ｍ２）イオンの還元を、
（１）アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホ
ウ素カリウム、ジメチルアミンボラン、トリメチルアミンボラン、クエン酸、クエン酸ナ
トリウム、タンニン酸、ジボラン、ヒドラジン、ホルムアルデヒド、
（２）（１）の化合物の誘導体、および
（３）亜硫酸塩、次亜リン酸塩
からなる群より選ばれる１以上の還元剤、並びに／または、
　紫外線、熱、プラズマ、および水素からなる群より選ばれる１以上の還元手段、を用い
て行うことを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項９】
　透明基板または透明フィルム上に、有機膜が形成され、当該有機膜上に粒子径が１０～
１００ｎｍの金属粒子からなる金属膜が形成されてなることを特徴とするハーフミラー。
【請求項１０】
　上記金属粒子は、スズ、ニッケル、インジウム、金、パラジウム、および銀からなる群
より選ばれる１種類または２種類以上の金属の粒子であることを特徴とする請求項９に記
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載のハーフミラー。
【請求項１１】
　ハーフミラーを製造する前の透明基板または透明フィルムのｘ－ｚ断面における、上記
透明基板または透明フィルムの両端部を結ぶ直線から上記透明基板または透明フィルムま
での最大の距離と、
　上記ハーフミラーのｘ－ｚ断面における、上記ハーフミラーの両端部を結ぶ直線から上
記ハーフミラーまでの最大の距離と、の差が２０μｍ以下であることを特徴とする、請求
項９に記載のハーフミラー。
【請求項１２】
　請求項１に記載のハーフミラーの製造方法によって製造されたことを特徴とするハーフ
ミラー。
【請求項１３】
　全透過率が１０～８０％であることを特徴とする、請求項９または１２に記載のハーフ
ミラー。
【請求項１４】
　請求項９または１２に記載のハーフミラーを備えることを特徴とする電子部品及び電子
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハーフミラーおよびその製造方法に関する。具体的には、反りが少なく、基
板の選択性およびデザイン性に優れたハーフミラーおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属調の外観で高級感のあるハーフミラーは、デザイン性を向上させるため、各種機器
の表示板、ディスプレイパネル、およびラベル等として広く用いられている。上記ハーフ
ミラーは、入射光を反射してミラーとしての機能を発揮する一方、表面側から裏面側を透
視することのできる光透過性を有し、任意の文字や絵柄を表示できるという特性を有する
。
【０００３】
　一般に、ハーフミラーの作製には、スパッタリングや蒸着等によりベースフィルムに金
属膜を形成し、その後、上記フィルムを熱圧着により基板に転写することによって、所望
の基板に金属膜を形成する方法が用いられている（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００４－３５１７２２号公報（平成１６年１２月１６日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の作製方法では、熱などのエネルギーが基板に加わるため、基
板として樹脂基板を用いた場合は、基板に反りが発生する。また、基板に金属膜を転写す
る際に、ベースフィルムから金属膜が完全にきれいに剥がれず、転写された金属膜表面に
微細な孔（以下「ピンホール」ともいう）が生じる。さらに、ローラーを用いて、基板と
金属膜を熱圧着させる際に、ローラーの傾き等によりローラーが回転する方向と水平に金
属膜表面にスジが入る場合があり、形成されたハーフミラーの外観が損なわれるという問
題を生じる。
【０００５】
　また、ローラーを用いて金属膜を基板に圧着する熱転写法では当然のことながら、基板
に直接金属膜を形成する場合であっても、スパッタリングや蒸着を曲面に施すことは非常
に困難であるため、平坦な金属膜しか形成することができない。それゆえ、作製できるハ
ーフミラーの形状およびデザイン性が制約されるという問題を生じる。
【０００６】
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　さらに、上記従来の作製方法では、形成されたハーフミラー表面にデザインを付与する
場合、模様等を印字する必要がある。しかしながら、印刷された印字（インク）は、指な
どで触ることによる摩擦で剥がれることから、外観が損なわれるという問題を生じる。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、任意の基板上に任
意の形状を有する、外観、デザイン性に優れたハーフミラーおよびその製造方法を実現す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上記課題に鑑み、任意の基板上に任意の形状を有する、外観、デザイン性
に優れたハーフミラーおよびその製造方法について鋭意検討した。その結果、ハーフミラ
ーの製造に化学反応を用いることにより、基板に発生する反りを少なくし、さらに任意の
基板上に任意の形状とデザインを有するハーフミラーを製造できることを見出し、本発明
を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明に係るハーフミラーの製造方法は、３つ以上の反応基を有する付加重
合性化合物と、酸性基を有する付加重合性化合物と、親水性官能基を有する付加重合性化
合物と、を含有する下地組成物を、透明基板または透明フィルム上に塗布し、重合して、
有機膜を形成する有機膜形成工程と、上記有機膜を、金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶
液で処理することによって、上記酸性基を金属（Ｍ１）塩にする金属塩生成工程と、上記
金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理した有機膜を、上記金属（Ｍ１）イオンより
もイオン化傾向の低い金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２）イオン水溶液で処理す
ることによって、上記酸性基の金属（Ｍ１）塩を、金属（Ｍ２）塩とする金属固定工程と
、上記金属（Ｍ２）イオンを還元して上記有機膜表面に金属膜を形成する還元工程と、を
含むことを特徴としている。
【００１０】
　本発明に係る製造方法の有機膜形成工程によって生成される有機膜は、３つ以上の反応
基を有する付加重合性化合物に起因する嵩高い三次元構造（以下「バルキー構造」ともい
う）を取ることができる。上記バルキー構造を取ることにより、上記有機膜は、膜内の空
間に多くの金属（Ｍ２）イオンを固定できるようになる。また、構造的に、還元剤を有機
膜の内部まで行き渡らせることができるので、金属（Ｍ２）イオンを内部まで還元するこ
とができるものと考えられる。したがって、固定する金属（Ｍ２）イオンの濃度を調整す
ることにより、所望の透過率を有するハーフミラーを容易に製造することができる。
【００１１】
　さらに、上記親水性官能基を有する付加重合性化合物は、上記有機膜の親水性を向上さ
せることができるので、上記有機膜の内部まで各処理液、すなわち金属（Ｍ１）イオンを
含有する水溶液、金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２）イオン水溶液、還元剤の水
溶液を作用させることができる。したがって、上記有機膜に対して上記各処理液をより効
果的に作用させることができる。
【００１２】
　また、上記有機膜は、紫外線で硬化可能である。したがって、熱などのエネルギーが加
わることによる基板の反りを抑制することができため、耐熱性の低い基板やフィルムにも
適用可能である。また、基板の選択性が広がったことで、耐熱性の高い高価な基板を用い
る必要がなくなったため、より安価にハーフミラーを製造することができる。
【００１３】
　さらに、上記有機膜は金属塩生成工程において、酸性基が金属（Ｍ１）塩とされ、金属
固定工程において、金属（Ｍ１）イオンよりもイオン化傾向の低い金属（Ｍ２）イオンを
含有する金属イオン水溶液で処理されるので、金属（Ｍ１）と金属（Ｍ２）とのイオン化
傾向の違いによって効率よく金属（Ｍ２）イオンを固定することができる。したがって、
任意の基板上に任意の形状を有するハーフミラーを形成することができ、例えば曲面基板
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上にもハーフミラーを形成することができる。
【００１４】
　本発明に係るハーフミラーの製造方法では、上記塗布を印刷またはインプリント法によ
って行うことにより、上記有機膜に凹凸を付与してもよい。
【００１５】
　本発明に係る方法によれば、インクジェットやスクリーン印刷などの印刷や、インプリ
ント法などの簡易な方法を用いて、上記下地組成物を任意の基板に任意の形状となるよう
に塗布し、硬化させることで、簡単に上記有機膜上に凹凸を付与することができる。上記
有機膜上の平坦部と凹凸部との組み合わせにより、ハーフミラーにデザイン（例えば、絵
または文字等）を形成することができる。つまり、作製されたハーフミラーにおいて、有
機膜上の凹凸部分が任意のデザインを表す部分になる。ハーフミラー表面に印字する従来
方法では、指で擦る等の摩擦よりインクが剥離するという欠点があったが、本発明に係る
方法を用いて付与されたデザインは、有機膜上の凹凸によりデザインを付与しており、さ
らに、有機膜表面に金属膜が形成されているので摩擦により剥離することはない。したが
って、ハーフミラーに任意のデザインを容易に付与することができ、しかもデザインを長
期に渡って維持することができる。
【００１６】
　本発明に係るハーフミラーの製造方法では、上記酸性基が、カルボキシル基、スルホン
酸基、フェノール基、安息香酸基、フタル酸基、サリチル酸基、アセチルサリチル酸基お
よびベンゼンスルホン酸基からなる群より選ばれる官能基を含むことが好ましい。
【００１７】
　これらの官能基は、強酸性であるとともに電子吸引基を備えているので、これらの官能
基を含む酸性基は、金属（Ｍ１）イオンと金属（Ｍ２）イオンとのイオン交換を容易に行
うことができ、さらに金属（Ｍ２）を固定化しやすい基となる。したがって、より効率的
にハーフミラーを製造することができる。
【００１８】
　本発明に係るハーフミラーの製造方法では、上記３つ以上の反応基を有する付加重合性
化合物の反応基が、アクリロイル基および／またはメタクリロイル基を含むことが好まし
い。
【００１９】
　上記アクリロイル基および／またはメタクリロイル基は、バルキー構造を構成しやすい
官能基であるため、有機膜の構造を、より多くの金属イオンを固定可能な構造にすること
ができ、還元剤がより内部まで行き渡りやすい構造とすることができる。したがって、金
属（Ｍ２）イオンをより内部まで還元することができる。
【００２０】
　本発明に係るハーフミラーの製造方法では、上記親水性官能基が、エチレンオキシド基
および／またはプロピレンオキシド基を含むことが好ましい。
【００２１】
　エチレンオキシド、プロピレンオキシドは、親水性官能基の中でも、特に上記有機膜の
親水性を向上させる能力に優れるので、上記有機膜のより内部まで上記各処理液を作用さ
せることができる。したがって、上記有機膜に対して上記各処理液をより一層効果的に作
用させることができる。
【００２２】
　本発明に係るハーフミラーの製造方法では、上記金属（Ｍ１）が、カリウムまたはナト
リウムであることが好ましい。
【００２３】
　上記構成によれば、カリウムまたはナトリウムは、非常にイオン化傾向が大きく、金属
（Ｍ２）とのイオン化傾向の差が大きいため、上記金属固定工程において、より金属（Ｍ
２）を固定化しやすい。したがって、より効率的にハーフミラーを製造することができる
。
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【００２４】
　本発明に係るハーフミラーの製造方法では、上記金属（Ｍ２）が、スズ、ニッケル、イ
ンジウム、金、パラジウム、および銀からなる群より選ばれる１種類または２種類以上の
金属であることが好ましい。
【００２５】
　上記構成によれば、それぞれの金属に特有の色を活かした、様々な外観を呈するハーフ
ミラーを製造することができる。また、２種類以上の金属を組み合わせることにより、１
種類の金属のみでは表現することのできない金属色を呈するハーフミラーを製造すること
ができる。
【００２６】
　本発明に係るハーフミラーの製造方法では、上記還元工程において、上記金属（Ｍ２）
イオンの還元を、（１）アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、水素化ホウ素ナト
リウム、水素化ホウ素カリウム、ジメチルアミンボラン、トリメチルアミンボラン、クエ
ン酸、クエン酸ナトリウム、タンニン酸、ジボラン、ヒドラジン、ホルムアルデヒド、（
２）（１）の化合物の誘導体、および（３）亜硫酸塩、次亜リン酸塩からなる群より選ば
れる１以上の還元剤、並びに／または、紫外線、熱、プラズマ、および水素からなる群よ
り選ばれる１以上の還元手段を用いて行うことが好ましい。
【００２７】
　上記構成によれば、上記還元剤や紫外線等によって金属（Ｍ２）イオンを還元すること
ができるので、金属（Ｍ２）イオンの金属原子を有機膜表面に析出させることができる。
したがって、所定のハーフミラーを形成することができる。
【００２８】
　また、本発明に係るハーフミラーは、透明基板または透明フィルム上に、有機膜が形成
され、当該有機膜上に粒子径が１０～１００ｎｍの金属粒子からなる金属膜が形成されて
なることを特徴としている。
【００２９】
　上記の構成によれば、本発明に係るハーフミラーは、透明基板または透明フィルム上に
形成される有機膜上に、整然と並んだ微細な金属粒子の膜が形成されてなるので、従来の
熱転写法を用いた場合のように表面の微細な凹凸やうねりやピンホールが生じない。した
がって、本発明に係るハーフミラーは、優れた外観を呈することができる。
【００３０】
　本発明に係るハーフミラーは、上記金属粒子が、スズ、ニッケル、インジウム、金、パ
ラジウム、および銀からなる群より選ばれる１種類または２種類以上の金属の粒子である
ことが好ましい。
【００３１】
　上記構成によれば、それぞれの金属に特有の色や、１種類の金属のみでは表現すること
のできない金属色を持たせることができるので、本発明に係るハーフミラーは、多様な金
属色を呈することができる。
【００３２】
　本発明に係るハーフミラーは、ハーフミラーを製造する前の透明基板または透明フィル
ムのｘ－ｚ断面における、上記透明基板または透明フィルムの両端部を結ぶ直線から上記
透明基板または透明フィルムまでの最大の距離と、上記ハーフミラーのｘ－ｚ断面におけ
る、上記ハーフミラーの両端部を結ぶ直線から上記ハーフミラーまでの最大の距離と、の
差が２０μｍ以下であることが好ましい。
【００３３】
　上記構成によれば、製造工程において発生する基板のそりが少ないので、本発明に係る
ハーフミラーは、優れた外観を呈することができる。
【００３４】
　本発明に係るハーフミラーは、本発明に係るハーフミラーの製造方法によって製造した
ことを特徴としている。
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【００３５】
　上記製造方法によれば、任意の金属を非常に簡便に、任意の基板に成膜することができ
る。したがって、ハーフミラーを安価に提供することができる。また、ハーフミラーの基
板として樹脂基板を用いる場合であっても、基板のそりが抑制されたハーフミラーを提供
することができる。
【００３６】
　本発明に係るハーフミラーは、全透過率が１０～８０％であることが好ましい。
【００３７】
　上記全透過率が１０％以上であることにより、入射光の一部を効率よく透過することが
できるので、表示部としての機能を発揮することができる。また、全透過率が８０％以下
であることにより、入射光の一部を効率よく反射することができるので、ミラーとしての
機能を発揮することができる。したがって、ハーフミラーとしての機能を十分に発揮する
ことができる。
【００３８】
　本発明に係る電子部品および電子機器は、本発明に係るハーフミラーを備えることを特
徴としている。
【００３９】
　上記ハーフミラーは、外観とデザイン性に優れている。したがって、本発明に係る電子
部品は、優れた外観とデザイン性を呈することができる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明に係るハーフミラーの製造方法は、以上のように３つ以上の反応基を有する付加
重合性化合物と、酸性基を有する付加重合性化合物と、親水性官能基を有する付加重合性
化合物と、を含有する下地組成物を、透明基板または透明フィルム上に塗布し、重合して
、有機膜を形成する有機膜形成工程と、上記有機膜を、金属（Ｍ１）イオンを含有する水
溶液で処理することによって、上記酸性基を金属（Ｍ１）塩にする金属塩生成工程と、上
記金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理した有機膜を、上記金属（Ｍ１）イオンよ
りもイオン化傾向の低い金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２）イオン水溶液で処理
することによって、上記酸性基の金属（Ｍ１）塩を、金属（Ｍ２）塩とする金属固定工程
と、上記金属（Ｍ２）イオンを還元して上記有機膜表面に金属膜を形成する還元工程と、
を含む構成である。
【００４１】
　それゆえ、任意の基板上に、外観とデザイン性に優れたハーフミラーを効率よく形成す
ることができるという効果を奏する。
【００４２】
　また、本発明に係るハーフミラーは、透明基板または透明フィルム上に、有機膜が形成
され、当該有機膜上に粒子径が１０～１００ｎｍの金属粒子からなる金属膜を含む。
【００４３】
　それゆえ、表面に凹凸やうねりがなく、均一で、より外観に優れたハーフミラーを提供
することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　本発明の実施の形態について説明すれば以下のとおりであるが、本発明はこれに限定さ
れるものではない。
【００４５】
　尚、本明細書中において範囲を示す「Ａ～Ｂ」は、Ａ以上Ｂ以下であることを示す。
【００４６】
　〔１．ハーフミラーの製造方法〕
　一実施形態において、本発明に係るハーフミラーの製造方法は、３つ以上の反応基を有
する付加重合性化合物と、酸性基を有する付加重合性化合物と、親水性官能基を有する付
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加重合性化合物と、を含有する下地組成物を、透明基板または透明フィルム上に塗布し、
重合して、有機膜を形成する有機膜形成工程と、上記有機膜を、金属（Ｍ１）イオンを含
有する水溶液で処理することによって、上記酸性基を金属（Ｍ１）塩にする金属塩生成工
程と、上記金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理した有機膜を、上記金属（Ｍ１）
イオンよりもイオン化傾向の低い金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２）イオン水溶
液で処理することによって、上記酸性基の金属（Ｍ１）塩を、金属（Ｍ２）塩とする金属
固定工程と、上記金属（Ｍ２）イオンを還元して上記有機膜表面に金属膜を形成する還元
工程と、を含む。そこで、以下、上記各工程について説明する。
【００４７】
　（１－１．有機膜形成工程）
　有機膜形成工程は、３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物と、酸性基を有する付
加重合性化合物と、親水性官能基を有する付加重合性化合物と、を含有する下地組成物を
、透明基板または透明フィルム上に塗布し、重合して、有機膜を形成する工程である。
【００４８】
　上記下地組成物は、後述する金属固定工程で導入される金属（Ｍ２）イオンを表面に析
出させて所定の金属膜を形成するための下地（樹脂膜）を形成するものである。
【００４９】
　上記３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物と、酸性基を有する付加重合性化合物
と、親水性基を有する付加重合性化合物とは、重合性不飽和結合、特に重合性二重結合を
１分子あたり１個以上有する。なお、本明細書において「付加重合性化合物」とは、ＵＶ
、プラズマ、ＥＢ等の活性エネルギーによって付加重合しうる化合物をいい、モノマーで
あってもよいし、オリゴマーやポリマーであってもよい。
【００５０】
　上記「３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物」は、上記下地組成物にバルキー構
造を付与するために用いられる。上記下地組成物がバルキー構造を取ることによって、有
機膜は当該化合物に起因する嵩高い三次元構造（バルキー構造）となるので、後述する金
属固定工程で有機膜に多くの金属（Ｍ２）イオンを固定することができるとともに、膜中
の当該金属（Ｍ２）イオンを還元剤や紫外線等と接触しやすい状態にすることができる。
【００５１】
　上記「反応基」とはラジカル重合やカチオン重合等の付加重合を行いうる付加重合性反
応基のことである。上記反応基としては、特に限定されるものではないが、例えば、アク
リロイル基、メタクリロイル基、アクリルアミド基、ビニル基、アリル基などを用いるこ
とができる。中でも、バルキー構造を構成しやすい官能基であるアクリロイル基、メタク
リロイル基が特に好ましく用いられ、上記３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物の
反応基は、アクリロイル基および／またはメタクリロイル基を含むことが好ましい。
【００５２】
　また、上記付加重合性化合物の複数の反応基による枝分かれ構造が、上記付加重合性化
合物にバルキー構造を付与するため、上記反応基の数は、３つ以上であれば特に限定され
るものではない。
【００５３】
　上記３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物は、上記付加重合性反応基を１分子中
に３つ以上有していれば、その構造は特に限定されるものではないが、例えば以下の一般
式（１）で表される化合物を挙げることができる。
【００５４】
　（Ｒ１－Ｒ２）ｎ－Ｒ３・・・（１）
　（一般式（１）において、ｎは３以上であり、Ｒ１はアクリロイル基、メタクリロイル
基、アクリルアミド基、ビニル基およびアリル基からなる群より選ばれる付加重合性反応
基、Ｒ２は例えばエステル基、アルキル基、アミド基、エチレンオキシド基、プロピレン
オキシド基などを含む任意の構造、Ｒ３はＣ、アルキル基またはＣ－ＯＨを表す。）
　上記３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物としては、より具体的にはトリメチロ
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ールプロパントリアクリレート（市販品としては、例えば共栄社化学株式会社製、ＴＭＰ
－Ａ）、ペンタエリスリトールトリアクリレート（市販品としては、例えば共栄社化学株
式会社製、ＰＥ－３Ａ）、ペンタエリスリトールテトラアクリレート（市販品としては、
例えば共栄社化学株式会社製、ＰＥ－４Ａ）、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
ト（市販品としては、例えば共栄社化学株式会社製、ＤＰＥ－６Ａ）、ペンタエリスリト
ールトリアクリレートイソホロンジイソシアネートウレタンプレポリマー（市販品として
は、例えば共栄社化学株式会社製、ＵＡ３０６Ｉ）、ジペンタエリスリトールペンタアク
リレートヘキサメチレンジイソシアネートウレタンプレポリマー（市販品としては、例え
ば共栄社化学株式会社製、ＵＡ－５１０Ｈ）等を挙げることができる。
【００５５】
　また、上記「３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物」は、１種類のみ用いてもよ
いし、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００５６】
　下地組成物における上記「３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物」の含有量は特
に限定されるものではないが、下地組成物全量に対して１重量％以上６０重量％以下であ
ることが好ましく、５重量％以上５０重量％以下であることが特に好ましい。
【００５７】
　上記付加重合性化合物の含有量を増やせば、上記付加重合性化合物のバルキー構造によ
り、下地組成物の金属（Ｍ２）イオンを固定する効果や、金属（Ｍ２）イオンを還元する
効果は高くなるが、下地組成物において、酸性基を有する付加重合性化合物と、親水性官
能基を有する付加重合性化合物とが占める割合が減少し、これらの化合物が示す効果は低
くなる。そのため、下地組成物における上記「３つ以上の反応基を有する付加重合性化合
物」の含有量は、上記範囲であることが望ましい。
【００５８】
　上記「酸性基を有する付加重合性化合物」における酸性基は、金属イオンを塩の形態で
保持できるものである限り特に制限されるものではない。例えば、カルボキシル基、スル
ホン酸基、フェノール基、安息香酸基、ベンゼンスルホン酸基、水酸基、フタル酸基、サ
リチル酸基、アセチルサリチル酸基等、を挙げることができる。
【００５９】
　本発明者は、強酸性の酸性基が特に金属イオンの担持性に優れ、金属膜を製造する上で
非常に有効であることを見出した。したがって、上記酸性基は、強酸性の酸性基であるこ
とが好ましい。このような強酸性の酸性基としては、金属イオンの担持性に優れることか
ら、カルボキシル基、スルホン酸基、フェノール基、安息香酸基、フタル酸基、サリチル
酸基、アセチルサリチル酸基、およびベンゼンスルホン酸基からなる群より選ばれる１以
上の官能基を含むことが特に好ましい。
【００６０】
　上記「酸性基を有する付加重合性化合物」における酸性基のうち、少なくとも一つは分
子末端に位置することが必要である。上記「分子末端」とは、主鎖の末端であっても側鎖
の末端であってもよい。本発明の金属塩生成工程においては、上記化合物の分子末端に位
置するフリーの酸性基に金属（Ｍ１）イオンがトラップされることが必要であるため、上
記酸性基は、少なくとも一つは分子末端に位置することが必要となる。分子末端に位置す
る酸性基は、付加重合後も酸性基として分子中に存在するので、後の金属塩生成工程にお
いて、金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理することによって、金属（Ｍ１）塩を
形成する。
【００６１】
　分子末端以外の位置に存在する酸性基は、エステルの形態を有していてもよい。すなわ
ち、「酸性基を有する付加重合性化合物」は、分子末端以外であれば、上記酸性基のエス
テル基を有していてもよい。そのようなエステル基を構成する基としては、エステル結合
が加水分解されうるものであれば特に制限されるものではない。
【００６２】
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　上記エステル基を構成する基としては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基
、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔ－ブチル基等の
ような直鎖または分岐状のアルキル基、フェニル基のような芳香族炭化水素基、イソボル
ニル基、アダマンチル基のような脂環式炭化水素基、パーフルオロメチル基、パーフルオ
ロエチル基、パーフルオロ－ｎ－プロピル基、パーフルオロイソプロピル基、パーフルオ
ロ－ｎ－ブチル基、パーフルオロイソブチル基、パーフルオロ－sec－ブチル基、パーフ
ルオロ－ｔ－ブチル基等のような直鎖または分岐状のパーフルオロアルキル基、エチレン
オキシド基、プロピレンオキシド基等のようなエーテル基等が挙げられる。なお、「酸性
基を有する付加重合性化合物」の分子中における上記酸性基またはそのエステル基の数は
特に制限されるものではない。
【００６３】
　上記「酸性基を有する付加重合性化合物」としては、例えば、以下の一般式（２）また
は（３）で表される化合物を挙げることができる。
【００６４】
　Ｒ１－Ｒ２－Ｒ３－ＣＯＯＨ・・・（２）
　Ｒ１－Ｒ２－Ｒ３－ＳＯ３Ｈ・・・（３）
　（一般式（２）および（３）において、Ｒ１はアクリロイル基、メタクリロイル基、ア
クリルアミド基、ビニル基およびアリル基からなる群より選ばれる付加重合性反応基、Ｒ
２は例えばエステル基、アルキル基、アミド基、エチレンオキシド基、プロピレンオキシ
ド基などを含む任意の構造、Ｒ３は、例えばフェニル基もしくはシクロヘキシル基等の環
構造を有する官能基、または、アルキル基などの直鎖構造もしくはアルキレン基などの分
岐構造を有する官能基である。）
　より具体的には、ビニルベンゼンスルホン酸、これらのエステル、例えば２－アクリロ
イロキシエチル－フタル酸等の、フタル酸基を有するアクリルエステル、サリチル酸基を
有するアクリルエステル、アセチルサリチル酸基を有するアクリルエステル、ビニルフェ
ノール等が挙げられる。
【００６５】
　また、上記「酸性基を有する付加重合性化合物」は、１種類のみ用いてもよいし、２種
類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００６６】
　下地組成物における上記「酸性基を有する付加重合性化合物」の含有量は特に限定され
るものではないが、下地組成物全量に対して１０重量％以上９０重量％以下であることが
好ましく、２０重量％以上８０重量％以下であることが特に好ましい。
【００６７】
　上記「酸性基を有する付加重合性化合物」の含有量を増やせば、下地組成物の金属イオ
ン担持性は向上するが、３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物と、親水性官能基を
有する付加重合性化合物の含有量とが減少し、それらの効果は小さくなる。そのため、上
記「酸性基を有する付加重合性化合物」の含有量は、上記範囲であることが望ましい。
【００６８】
　「親水性官能基を有する付加重合性化合物」とは、１分子中に１個以上の親水性官能基
を有する付加重合性化合物をいう。上記「親水性官能基」とは、水溶液がなじみやすい官
能基を意味する。上記「親水性官能基」としては、エチレンオキシド基、プロピレンオキ
シド基、アセタール基、ヒドロキシル基、エーテル基などを用いることができる。中でも
、有機膜の親水性を向上させる能力に優れるため、エチレンオキシド基、プロピレンオキ
シド基が特に好ましく用いられ、上記親水性官能基は、エチレンオキシド基および／また
はプロピレンオキシド基を含むことが好ましい。
【００６９】
　上記「親水性官能基を有する付加重合性化合物」としては、例えば、以下の一般式（４
）で表される化合物を挙げることができる。
【００７０】
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　Ｒ１－Ｒ２－Ｒ１・・・（４）
　（Ｒ１はアクリロイル基、メタクリロイル基、アクリルアミド基、ビニル基およびアリ
ル基からなる群より選ばれる付加重合性反応基、Ｒ２は例えばエチレンオキシド基、プロ
ピレンオキシド基、アセタール基、ヒドロキシル基、エーテル基からなる群より選ばれる
親水性官能基を表す。）
　より具体的には、例えば、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリプロピレング
リコールジアクリレート、グリセリンジアクリレート、ポリテトラメチレングリコールジ
アクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリ
レートなどが挙げられる。
【００７１】
　また、上記「親水性官能基を有する付加重合性化合物」は、１種類のみ用いてもよいし
、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００７２】
　下地組成物における上記「親水性官能基を有する付加重合性化合物」の含有量は特に限
定されるものではないが、下地組成物全量に対して１重量％以上８０重量％以下であるこ
とが好ましく、５重量％以上５０重量％以下であることが特に好ましい。
【００７３】
　上記「親水性官能基を有する付加重合性化合物」の含有量を増やせば、有機膜の親水性
を向上させる効果は高くなるが、３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物、酸性基を
有する付加重合性化合物の含有量が減少し、それらの効果は小さくなる。そのため、下地
組成物における上記「親水性官能基を有する付加重合性化合物」の含有量は上記範囲であ
ることが望ましい。
【００７４】
　このように、上記下地組成物は、３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物と、酸性
基を有する付加重合性化合物と、親水性官能基を有する付加重合性化合物と、を含有する
ので、金属（Ｍ２）イオンの担持性に優れている。
【００７５】
　上記下地組成物は、３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物と、酸性基を有する付
加重合性化合物と、親水性官能基を有する付加重合性化合物と、を少なくとも含有してい
ればよく、これらの化合物を従来公知の方法を用いて適宜混合することによって調製する
ことができる。
【００７６】
　上記下地組成物は、上記化合物以外に、重合開始剤を含有することが好ましい。重合開
始剤としては下地組成物を重合できるものであれば特に限定されるものではない。例えば
、光重合開始剤および熱重合開始剤等のラジカル重合開始剤、カチオン重合開始剤および
アニオン重合開始剤等のイオン重合開始剤等を挙げることができる。中でも、ラジカル重
合開始剤が好ましく用いられ、熱を使わないため耐熱性の低い基板にも適用可能であると
いう観点から、特に光重合開始剤が好ましく用いられる。
【００７７】
　光重合開始剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、２－ヒドロキシ－２
－メチル－１－フェニル－プロペン－１－オン、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）
フェニル］－２－モルフォリノプロペン－１－オン、２，４，６－トリメチルベンゾイル
－ジフェニル－フォスフィンオキサイド、トリフェニルスルホニルトリフレート等を挙げ
ることができる。
【００７８】
　熱重合開始剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、クメンハイドロパー
オキサイド、ｔ－ブチルハイドロパーオキサイド、過酸化ベンゾイル、ＤＢＵ、エチレン
ジアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン等を挙げることができる。なお、これらの重
合開始剤は、単独もしくは、適宜組み合わせて使用することができる。
【００７９】
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　重合開始剤の含有量は、下地組成物全量に対して０．０５～１０重量％であり、好まし
くは０．１～８重量％である。
【００８０】
　上記下地組成物は、３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物、酸性基を有する付加
重合性化合物、親水性基を有する付加重合性化合物以外の付加重合性化合物（以下、「他
の付加重合性化合物」という）を含有していてもよい。上記「他の付加重合性化合物」は
、酸性基またはそのエステル基を有さず、かつ重合不飽和結合、特に重合性二重結合を１
分子あたり１個有する化合物である。例えば、スチレン、ビニルシクロヘキサン等を挙げ
ることができる。上記「他の付加重合性化合物」の含有量は、下地組成物全量に対して５
０重量％以下であることが好ましく、３０重量％以下であることがより好ましい。
【００８１】
　上記下地組成物には、さらに有機溶剤を含有させてもよい。有機溶剤を含有させること
によって、基板またはフィルムへの塗布性が向上する。有機溶剤としては特に限定される
ものではないが、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリ
コールモノメチルエーテル、シクロヘキサノン、酢酸ブチル等を用いることができる。有
機溶剤の含有量は下地組成物全量に対して８０重量％以下であることが好ましく、３０重
量％以下であることがより好ましい。
【００８２】
　上記下地組成物を塗布するための基板またはフィルムは、ハーフミラーの透過性を十分
に発揮するため透明である必要があるが、透明である限り特に限定されず、任意のものが
使用可能である。つまり、上記下地組成物は、紫外線等を用いて硬化させることができ、
かつ、本発明のハーフミラー製造方法においては、すべての工程を低温プロセス（４０～
５０℃）でおこなうことが可能であり、スパッタリングや熱転写のように基板に熱やエネ
ルギーを加える必要はないので、耐熱性の低い基板またはフィルムにも十分適用可能だか
らである。
【００８３】
　上記透明基板または透明フィルムとしては、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカ
ーボネート樹脂、ポリエチレンテレフタレートもしくはエポキシ樹脂からなる基板または
フィルム、ガラス基板、石英基板、ホウ珪酸ガラス基板等が挙げられる。
【００８４】
　なお、上記「透明」とは全透過率が２０％以上であることをいう。
【００８５】
　上記下地組成物を、基板またはフィルム上に塗布する方法としては、特に限定されるも
のではなく、任意の塗布方法を用いることができる。例えば、印刷、インプリント法、ス
ピンコート、スプレーコート、浸漬等の方法を挙げることができる。
【００８６】
　特に、上記有機膜上に凹凸を利用したデザインを付与したい場合、本発明の有機膜形成
工程において、上記下地組成物を、印刷またはインプリント法を用いて透明基板または透
明フィルム上に塗布することが好ましい。印刷またはインプリント法によって下地組成物
を塗布した後、重合させることにより、有機膜に凹凸を利用した文字や絵などのデザイン
を自由に付することができる。また、後述する金属塩生成工程、金属固定工程、還元工程
によって当該有機膜表面に金属膜を形成することができるため、ハーフミラー表面に印字
する方法（特許文献１）とは異なり、摩擦によってデザインが剥がれたりすることはない
。
【００８７】
　また、本発明にかかる方法によれば、上記金属膜を曲面にも容易に形成することができ
る。よって、平面状の基板に対してだけでなく、任意の形状の基板上に、任意のデザイン
を持ち、かつ、当該デザインが剥離しないハーフミラーを形成することができる。
【００８８】
　上記下地組成物を塗布することにより、所望の絵または文字等のデザインの付与が容易
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になる。
【００８９】
　ここで、印刷とは、特に限定されるものではないが、インクジェット印刷、スクリーン
印刷、グラビア印刷であることが好ましい。インクジェット印刷とは、細いノズルからイ
ンクの微小液滴を、電気信号により制御しながら噴出させ、文字・図形などを印刷する方
法をいう。他の印刷と異なり、予め刷版を作成する必要がなく、印刷が容易である。
【００９０】
　また、スクリーン印刷とは孔版印刷の一種で、枠に合成繊維・ステンレス線などででき
た紗を張った版に微細な孔を開け、そこからインクを押し出し印刷する方法をいう。厚膜
印刷（１０～３０μｍ）が可能で、印刷物に立体感を表現することができる。また、被印
刷物の素材及び形状に限定が少なく、幅広い印刷が可能である。
【００９１】
　また、グラビア印刷とは、凹版印刷の一種で、版面に網目状のくぼみがあり、その深さ
によってインク層の厚薄を作り、これを被印刷物に転写して写真・絵画などの階調を再現
する印刷方法である。微細な濃淡が表現できるので写真画像の印刷に適している。また、
輪転式による高速・大量印刷に適している。
【００９２】
　また、インプリント法とは、金型（以下「スタンパ」ともいう）に刻み込んだ寸法が数
十ｎｍ～数百μｍの凹凸を、基板上に塗布した樹脂材料に押し付けて形状を転写する方法
をいう。
【００９３】
　なお、フォトリソグラフィー法によって所望のパターンが形成されたハーフミラーを得
ることももちろん可能である。例えば、マスクを用いて紫外線照射により上記下地組成物
を重合させ、その後未反応モノマー領域を除去することによって、マスクに対応するパタ
ーン形状を有する有機膜を形成可能である。そして、得られた有機膜を後述の工程に供す
ることにより、三次元のパターン形状を有するハーフミラーを形成することができる。な
お、未反応モノマー領域は、塩酸、硝酸、硫酸等の強酸によって除去することができる。
【００９４】
　これらの塗布方法は、１種類のみ用いてもよいし、２種類以上を組み合わせて用いても
よい。
【００９５】
　また、例えば、下地組成物を重合して得られた有機膜にハードコート樹脂等を文字や絵
などの所望の形状となるように塗布し、後述する金属塩生成工程、金属固定工程、還元工
程に供することによっても、ハーフミラーに文字や絵などを付与し、かつ、デザインが摩
擦によって剥がれないようにすることが可能である。
【００９６】
　下地組成物の塗布厚としては特に限定されるものではなく、例えば、重合後において有
機膜の厚みが後述の範囲内となるような範囲が適当である。
【００９７】
　重合は、例えば、重合開始剤、あるいは放射線や電子線、紫外線、電磁線などの活性化
エネルギー線などを用いて行うことができる。例えば、光重合開始剤を使用している場合
は、当該光重合開始剤が吸収することによってラジカルを生成できる波長の光、例えば紫
外線を、基板またはフィルムの塗布面側から照射するとよい。
【００９８】
　また、例えば、熱重合開始剤を使用する場合には、当該熱重合開始剤が分解してラジカ
ルを生成できる温度、例えば５０～１５０℃まで加熱する。
【００９９】
　上記重合によって、透明基板または透明フィルム上に有機膜が形成される。得られる有
機膜の厚みは、本発明の目的が達成される限り特に制限されるものではなく、例えば０．
１～１０００μｍ、特に１０～５００μｍが好適である。



(14) JP 2010-77507 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

【０１００】
　（１－２．金属塩生成工程）
　金属塩生成工程は、上記有機膜を、金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理するこ
とによって、上記酸性基を金属（Ｍ１）塩にする工程である。上記処理は、例えば、金属
（Ｍ１）イオンを含有する水溶液に、有機膜を形成した基板またはフィルムを浸漬するこ
とや、金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液を、有機膜を形成した基板またはフィルムに
塗布すること等によって容易に実施可能である。
【０１０１】
　金属（Ｍ１）イオンは、後述する金属固定工程において金属膜形成用の金属（Ｍ２）イ
オンとカチオン交換可能な金属イオンである。すなわち、金属（Ｍ１）イオンは、金属（
Ｍ２）イオンよりもイオン化傾向が高い金属イオンである。金属（Ｍ１）イオンは、金属
（Ｍ２）イオンとカチオン交換可能な金属イオンであれば特に限定されるものではない。
例えば、アルカリ金属イオンやアルカリ土類金属イオンを挙げることができる。中でも、
上記カチオン交換の容易さの観点から、金属（Ｍ１）イオンは、アルカリ金属イオンであ
ることが好ましく、カリウムイオンまたはナトリウムイオンであることがより好ましい。
【０１０２】
　なお、本明細書において、「イオン化傾向」とは、金属が水と接するとき金属イオン（
陽イオン）になる傾向のことであり、金属イオンのイオン化傾向の高さは、金属から当該
金属イオンになる傾向の高さに基づくものである。
【０１０３】
　金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液としては、例えば水酸化カリウム、水酸化ナトリ
ウム等の水溶液が挙げられる。そのような水溶液における金属（Ｍ１）イオンの濃度は、
酸性基の金属塩が生成する限り特に制限されないが、本発明においては０．１～５Ｍ、好
ましくは０．５～２．５Ｍのような比較的低濃度であっても効率よく酸性基の金属塩を生
成することができる。なお、本発明は２種類以上の金属（Ｍ１）イオンを使用することを
妨げるものではなく、その場合には金属（Ｍ１）イオンの合計濃度が０．１～５Ｍである
ことが好ましく、０．５～２．５Ｍであることがより好ましい。
【０１０４】
　上記有機膜を、金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理することによって、有機膜
が有する酸性基の水素イオンが金属（Ｍ１）イオンに置換される。具体的には、有機膜が
有する例えば、－ＳＯ３Ｈのような酸性基の水素イオンは直接的に金属（Ｍ１）イオンに
置換され、例えば－ＳＯ３Ｍ１のような酸性基金属塩が生成する。なお、Ｍ１は金属（Ｍ
１）イオンの金属原子を示す（以下、同様とする）。
【０１０５】
　処理条件は酸性基の金属塩が生成する限り特に制限されるものではなく、処理温度は通
常は０～８０℃、好ましくは２０～５０℃である。処理時間（浸漬時間）は、通常は１～
３０分間、好ましくは５～１５分間である。
【０１０６】
　上記酸性基を有する付加重合性化合物がエステル基を有している場合も、上述の場合と
同様に、上記有機膜を金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理することによって、上
記酸性基を金属（Ｍ１）塩にすることができる。また、有機膜を酸水溶液で処理すること
によってエステル結合を加水分解し、酸性基を生成後、当該酸性基を金属（Ｍ１）イオン
を含有する水溶液で処理することによって、上記酸性基を金属（Ｍ１）塩にすることも可
能である。
【０１０７】
　上記「酸水溶液」としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸または酢酸などの水溶液を使用で
き、酸水溶液での処理は、例えば、酸水溶液に、有機膜が形成された基板またはフィルム
を浸漬することによって容易に実施可能である。酸の濃度は、例えば、０．１～１０Ｍ、
好ましくは０．５～５Ｍである。処理温度は、例えば、０～８０℃、好ましくは２０～５
０℃である。酸水溶液への処理時間（浸漬時間）は例えば１～３０分間、好ましくは５～
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１５分間である。
【０１０８】
　（１－３．金属固定工程）
　金属固定工程は、上記金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理した有機膜を、上記
金属（Ｍ１）イオンよりもイオン化傾向の低い金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２
）イオン水溶液で処理することによって、上記酸性基の金属（Ｍ１）塩を、金属（Ｍ２）
塩とする工程である。
【０１０９】
　金属固定工程は、例えば、金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２）イオン水溶液に
、上記金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理した有機膜が形成された基板またはフ
ィルムを浸漬することや、金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２）イオン水溶液を上
記金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理した有機膜が形成された基板またはフィル
ムに塗布することによって容易に実施可能である。
【０１１０】
　金属（Ｍ２）イオンは、金属（Ｍ１）イオンよりもイオン化傾向が低いので、有機膜が
有する酸性基の金属（Ｍ１）塩は、容易に金属（Ｍ２）イオンとカチオン交換され、有機
膜に金属（Ｍ２）イオンが導入・固定される。
【０１１１】
　金属（Ｍ２）としては、上記カチオン交換が可能な金属であれば特に限定されないが、
スズ、ニッケル、インジウム、金、パラジウム、または銀が好ましい。これらの金属は、
１種類のみ用いてもよいし、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【０１１２】
　本発明に係る製造方法は、上述のようにバルキー構造を有する３つ以上の反応基を有す
る付加重合性化合物と、金属イオン担持性に優れる酸性基を有する付加重合性化合物と、
親水性基を有する付加重合性化合物と、を含有する下地組成物を用いるものであるため、
様々な種類の金属を良好に成膜することができる。よって、それぞれの金属特有の色を活
かした様々な外観を呈するハーフミラーを提供することができる。
【０１１３】
　さらに、触媒を用いることなく、ダイレクトに金属膜を製造することができる。
【０１１４】
　金属（Ｍ２）イオン水溶液としては、特に限定されるものではないが、例えば塩化スズ
（II）、塩化スズ（IV）、硫化スズ（II），酢酸スズ(II及びIV)、塩化ニッケル、硝酸ニ
ッケル、硫酸ニッケル、酢酸ニッケル、塩化インジウム、硝酸インジウム、酢酸インジウ
ム、硫酸インジウム、塩化金（III）、塩化金（I）、塩化金酸、酢酸金、塩化パラジウム
(II)、臭化パラジウム(II)、硝酸パラジウム(II)、硫酸パラジウム(II)、酢酸パラジウム
(II)、硝酸銀、酢酸銀、炭酸銀、塩化銀等の水溶液を挙げることができる。
【０１１５】
　上記水溶液における金属（Ｍ２）イオンの濃度は、カチオン交換が達成される限り特に
限定されるものではないが、例えば、５～５００ｍＭであることが好ましく、３０～２５
０ｍＭであることが特に好ましい。また、本発明は２種類以上の金属（Ｍ２）イオンを使
用することを妨げるものではなく、２種類以上の金属（Ｍ２）イオンを使用する場合には
、金属（Ｍ２）イオンの合計濃度が５～５００ｍＭであることが好ましく、３０～２５０
ｍＭであることが特に好ましい。
【０１１６】
　処理温度は、カチオン交換が達成される限り特に限定されるものではないが、例えば０
～８０℃、好ましくは２０～５０℃である。処理時間（浸漬時間）は、カチオン交換が達
成される限り特に限定されるものではないが、例えば１～３０分間、好ましくは５～１５
分間である。
【０１１７】
　（１－４．還元工程）
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　還元工程は、上記金属（Ｍ２）イオンを還元して上記有機膜表面に金属膜を形成する工
程である。すなわち、金属固定工程で有機膜に導入された金属（Ｍ２）イオンを還元する
ことによって、当該イオンの金属原子を有機膜表面に析出させ、所定の金属膜を形成する
工程である。
【０１１８】
　還元方法としては、例えば、（１）アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、水素
化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素カリウム、ジメチルアミンボラン、トリメチルアミン
ボラン、クエン酸、クエン酸ナトリウム、タンニン酸、ジボラン、ヒドラジン、ホルムア
ルデヒド（２）（１）の化合物の誘導体、および（３）亜硫酸塩、次亜リン酸塩からなる
群より選ばれる１以上の還元剤、並びに／または、紫外線、熱、プラズマ、および水素か
らなる群より選ばれる１以上の還元手段を用いて行う方法等を挙げることができる。
【０１１９】
　上記誘導体としては、特に限定されるものではない。また、上記（３）亜硫酸塩、次亜
リン酸塩は特に限定されるものではない。
【０１２０】
　例えば還元剤を用いる方法においては、有機膜表面を還元剤と接触させることにより、
上記金属（Ｍ２）イオンを還元することができる。還元剤は通常、水溶液の形態で使用さ
れ、還元剤の水溶液に、有機膜を有する基板またはフィルムを浸漬することによって還元
を容易に達成することができる。
【０１２１】
　還元剤水溶液における還元剤の濃度は特に限定されるものではないが、還元剤の濃度が
低すぎる場合には、還元反応の速度が遅くなりすぎる傾向があり、還元剤濃度が高すぎる
場合には析出した金属の脱落が生じる場合があって好ましくない。
【０１２２】
　したがって、還元剤の濃度は１～５００ｍＭであることが好ましく、５～１００ｍＭで
あることがより好ましい。還元時の処理温度は特に限定されるものではないが、例えば還
元剤の水溶液の温度が０～８０℃であることが好ましく、２０～５０℃であることがより
好ましい。また、処理時間（浸漬時間）は特に限定されるものではないが、例えば、１～
３０分間であることが好ましく、５～１５分間であることがより好ましい。
【０１２３】
　また、紫外線を用いて還元を行う方法においては、有機膜表面に対して紫外線を照射す
ればよい。例えば、セン特殊光源株式会社製ＵＶ照射装置ＰＬ１６－１１０を用いる場合
は、照射時間を１０～１５０分間、特に６０～９０分間とすることが好ましい。そのよう
な方法によって還元を行う場合は、マスクを用いて紫外線照射することによって、マスク
に対応するパターン形状を有する金属膜を形成することができる。したがって、比較的複
雑な金属パターンであっても、簡便に形成可能である。パターン部以外の領域は、例えば
、１％硝酸水溶液等に浸漬することによって除去できる。
【０１２４】
　熱（加温）による還元方法においては、ホットプレート、オーブンなどの加熱可能な装
置を用いて金属（Ｍ２）イオンを還元すればよい。加温温度は１５０～３００℃、加温時
間は５～６０分間とすることが好ましい。
【０１２５】
　上記還元工程においては、上記（１）～（３）からなる群より選ばれる１以上の還元剤
と、紫外線、熱、プラズマ、および水素からなる群より選ばれる１以上の還元手段とを併
用して還元を行ってもよい。
【０１２６】
　還元を完了した後は、基板またはフィルムを通常洗浄し、乾燥する。洗浄は水洗であっ
てもよいが、余分な金属イオンを確実に除去するため、還元剤を使用した場合は、硫酸水
溶液により洗浄することが好ましい。乾燥は室温での放置によって達成してもよいが、得
られた金属膜の酸化を防止する観点から、窒素雰囲気下で行うことが好ましい。また、本
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発明において上記した各工程または処理間では、基板またはフィルムの水洗を行うことが
好ましい。
【０１２７】
　以上のような工程を経て、本発明に係る製造方法によって得られる金属膜の厚みは、特
に限定されるものではなく、例えば１０～５００ｎｍ、特に２０～２００ｎｍの範囲内で
制御可能である。なお、金属膜の厚みは、例えばＫＯＨ濃度、温度、時間の他、金属イオ
ン濃度、温度、時間、および還元剤濃度、温度、時間などを変えることによって、制御す
ることが可能であり、断面観察、例えばＴＥＭ（株式会社日立ハイテクノロジーズ社製）
によって測定可能である。
【０１２８】
　本発明に係る製造方法は、下地組成物がバルキー構造および優れたイオン担持性を有す
ること、金属（Ｍ１）イオンと金属（Ｍ２）イオンとのカチオン交換性に優れること、固
定された金属（Ｍ２）イオンの溶出を防ぐことができること等から、スズ、ニッケル、イ
ンジウム、金、パラジウム、銀等の種々の金属について、金属イオンを有機膜に十分に固
定することができ、その結果、様々な外観を呈するハーフミラーを製造することができる
。
【０１２９】
　〔２．ハーフミラー〕
　本発明に係るハーフミラーは、透明基板または透明フィルム上に形成された有機膜上に
、粒子径が１０～１００ｎｍの金属粒子が規則正しく並んで形成される金属粒子膜を含む
ことを特徴としている。上記金属粒子の粒子径は、１０～１００ｎｍであることが好まし
く、２０～８０ｎｍであることが特に好ましい。金属粒子の粒子径が１０～１００ｎｍの
範囲であれば、表面に凹凸やうねりがなく、均一で、より外観に優れたハーフミラーを提
供することができる。
【０１３０】
　上記「有機膜」とは、上記〔１．ハーフミラーの製造方法〕に詳細を記載した、３つ以
上の反応基を有する付加重合性化合物と、酸性基を有する付加重合性化合物と、親水性官
能基を有する付加重合性化合物と、を含有する下地組成物を、透明基板または透明フィル
ム上に塗布し、重合して得られた有機膜のことをいう。
【０１３１】
　上記金属粒子の粒子径は、例えば走査型電子顕微鏡（scanning electron microscope：
ＳＥＭ）や透過型電子顕微鏡（transmission electron microscope：ＴＥＭ）によって確
認することができる。
【０１３２】
　走査型電子顕微鏡を用いて上記金属粒子を確認した場合、粒子を立体的な３次元画像と
して捉えることができる。一方、透過型電子顕微鏡を用いて上記金属粒子を確認した場合
、粒子を平面的な２次元画像として捉えることができる。
【０１３３】
　従って、本明細書中で述べられる上記「粒子径」とは、例えば走査型電子顕微鏡を用い
る場合のように３次元画像に基づいて測定する場合は、金属粒子を球に内接させたと仮定
した場合の、当該球の直径の長さであると定義することができ、また、例えば透過型電子
顕微鏡を用いる場合のように２次元画像に基づいて測定する場合は、金属粒子を円に内接
させたと仮定した場合の、当該円の直径の長さであると定義することができる。
【０１３４】
　走査型電子顕微鏡を用いて上記金属粒子を確認した場合、上記「球の直径の長さ」は、
内部スケールとの比較によって測定を行うことができる。また、透過型電子顕微鏡を用い
て上記金属粒子を確認した場合、上記「円の直径の長さ」も同様に内部スケールとの比較
によって測定することができる。
【０１３５】
　また、上記金属粒子としては、特に限定されないが、スズ、ニッケル、インジウム、金
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、パラジウム、または銀が好ましい。これらの金属は、１種類のみ用いてもよいし、２種
類以上を組み合わせて用いてもよい。
【０１３６】
　さらに、本発明に係るハーフミラーの反りは、特に限定されるものではないが、２０μ
ｍ以下であることが好ましい。ハーフミラーの反りが２０μｍ以下であれば、より外観に
優れたハーフミラーとすることができる。
【０１３７】
　ここで、上記「ハーフミラーの反り」とは、ハーフミラーの製造工程の間に発生した基
板の反りをいい、以下の計算式（１）により求められる。
ハーフミラーの反り（μｍ）＝(製造後のハーフミラーの反り量)－(製造前の基板の反り
量)・・・（１）
　つまり、上記「ハーフミラーの反り」とは、ハーフミラーを製造する前の透明基板また
は透明フィルムのｘ－ｚ断面における、上記透明基板または透明フィルムの両端部を結ぶ
直線から上記透明基板または透明フィルムまでの最大の距離と、上記ハーフミラーのｘ－
ｚ断面における、上記ハーフミラーの両端部を結ぶ直線から上記ハーフミラーまでの最大
の距離と、の差のことである。
【０１３８】
　次に、上記「ハーフミラーの反り」について、図１を参照しながら説明する。図１は、
ハーフミラーの反り量の定義を示す図である。なお、図１において、１は、ハーフミラー
を表し、２は、上記ハーフミラーの両端部を結ぶ直線から上記ハーフミラーまでの最大の
距離を示す。すなわち、上記「距離」とは、上記透明基板または透明フィルムの両端部を
結ぶ直線からｚ軸方向に透明基板もしくは透明フィルムに対して引いた垂線の長さ、また
は、上記ハーフミラーの両端部を結ぶ直線からｚ軸方向にハーフミラーに対して引いた垂
線の長さを言う。
【０１３９】
　図１に示されるように、計算式（１）における「製造後のハーフミラーの反り量」は、
例えば、ｘ－ｚ断面におけるハーフミラーの両端部を結ぶ直線（ａｂ）の長さが５０ｍｍ
になるように測定領域を設定し、以下の計算式（２）に従って、当該測定領域における直
線（ａｂ）から上記ハーフミラーまでの最大の距離を計算することによって求めることが
できる。
製造後のハーフミラーの反り量（μｍ）＝ｚ座標の最大値（ｄ）－ｚ座標の最小値（ｃ）
・・・（２）
　製造前の基板の反り量も同様の方法で求めることができる。
【０１４０】
　なお、上記「製造後のハーフミラー」とは金属（Ｍ２）イオンを還元して有機膜表面に
金属膜を形成する還元工程後のハーフミラーのことをいい、上記「製造前の基板」とは有
機膜を形成するための下地組成物を塗布する前の透明基板または透明フィルムのことをい
う。
【０１４１】
　本発明に係るハーフミラーの全透過率は、１０～８０％であることが好ましく、３０～
７０％であることが特に好ましい。
【０１４２】
　ここで、ハーフミラーの全透過率とは、全入射光の強度に対する透過光の強度の割合を
いう。全透過率は、ヘイズメーターを用いて測定することができる。
【０１４３】
　本発明に係る製造方法によって製造されたハーフミラーは、液晶等の各種表示パネルを
はじめとする各種電子部品、携帯電話、時計、カメラ、ゲーム機器、オーディオ、ビデオ
デッキ、ＤＶＤデッキ、ＨＤＤデッキ、カーナビゲーション、パーソナルコンピューター
、テレビ、洗濯機、電子レンジ、健康機器等の電子機器に用いることが可能である。
【０１４４】
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　なお、本発明は以上説示した各構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示し
た範囲内で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を
適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【０１４５】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は実施例によって限定される
ものではない。
【０１４６】
　〔比較例のハーフミラーの製造〕
　比較例のハーフミラーは、従来公知の方法である熱転写法により作製した。まず、ポリ
エステルフィルム上に蒸着法により厚さ５０ｎｍのＳｎ膜を形成し、金属転写フィルムと
した。その後、厚さ２ｍｍのポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）基板に上記金属転写フ
ィルムを合わせ、１３０℃で熱転写を行い、Ｓｎ膜をＰＭＭＡ基板上に転写した。さらに
その後、８５℃で１０分間エージングを行うことで、ＰＭＭＡ基板表面にＳｎ膜を形成し
た。
【０１４７】
　＜実施例１：外観に優れたハーフミラーの製造＞
　〔実施例１のハーフミラーの製造〕
　実施例１のハーフミラーは、下記の工程１および２により作製した。
【０１４８】
　（工程１：下地組成物の調製とＵＶ硬化樹脂膜の形成）
【０１４９】
【表１】

【０１５０】
　下地組成物として、表１に示す化合物を合計１００重量％となるように混合した薬液を
調製し、ＰＭＭＡ基板上に当該薬液をスピンコート法により塗布した。その後、高圧水銀
ランプ（セン特殊光源株式会社製、ＰＬ１６－１１０）を用いて、上記ＰＭＭＡ基板に２
０ｍＷ／ｃｍ２において５分間、紫外線（ＵＶ）を照射し、膜厚（Ｆ.Ｔ.）５０μｍのＵ
Ｖ硬化樹脂膜を形成した。
【０１５１】
　ラジカル重合開始剤としては、２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－フォ
スフィンオキサイド（商品名：ルシリンＴＰＯ、ＢＡＳＦ社製）を用い、酸性基を有する
付加重合性化合物としては、フタル酸アクリレート（商品名：ＨＯＡ－ＭＰＬ、共栄社化
学株式会社製）を用い、３つ以上の官能基を有する付加重合性化合物としては、ペンタエ
リスルトールトリアクリレート（商品名：ＰＥ－３Ａ、共栄社化学株式会社製）を用い、
親水性官能基を有する付加重合性化合物としては、エチレングリコールジアクリレート（
商品名：４ＥＧ－Ａ、共栄社化学株式会社製）を用いた。
【０１５２】
　（工程２：金属膜の形成）
　上記工程１で形成されたＵＶ硬化樹脂膜を下記の工程に供することによって、樹脂表面
に金属光沢を示すＳｎ膜を得た。
（１）４０℃、２．５Ｍの水酸化カリウム水溶液に浸漬し、１０分間保持する。
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（２）蒸留水中で十分に洗浄する。
（３）室温にて５０ｍＭのＳｎＣｌ２水溶液に浸漬し、１０分間保持する。
（４）蒸留水中で十分に洗浄する。
（５）室温にて１００ｍＭの水素化ホウ素ナトリウム水溶液に浸漬し、１０分間保持して
金属イオンを還元する。
（６）蒸留水中で十分に洗浄する。
（７）窒素雰囲気下で乾燥する。
【０１５３】
　〔結果１：ハーフミラーの反りの測定〕
　上記〔２．ハーフミラー〕に詳細を記載したように、上記「ハーフミラーの反り」とは
、図１を参照しながら説明すると、ハーフミラーを製造する前の透明基板または透明フィ
ルムのｘ－ｚ断面における、上記透明基板または透明フィルムの両端部を結ぶ直線から上
記透明基板または透明フィルムまでの最大の距離と、上記ハーフミラーのｘ－ｚ断面にお
ける、上記ハーフミラーの両端部を結ぶ直線から上記ハーフミラーまでの最大の距離と、
の差として求めることができる。そこで、東京精密社製のＳＵＲＦＣＯＭを用い、実施例
１および比較例で作製したハーフミラーにおける上記「最大の距離」を下記条件下におい
て測定した。測定は３回行った。
・Ｔ－スピード：３．０ｍｍ／ｓ
・ＬＥＮＧＴＨ：５０．０ｍｍ
・カットオフ値：０．８ｍｍ
・Ｖ－ＭＡＧ：１００、Ｈ－ＭＡＧ：１
・ＴＩＬＴ ＣＯＲ ＦＬＡＴ－ＭＬ
・ＰＯＬＡＲＩＴＹ ＰＯＳＩＴＩＶＥ
　上記「最大の距離」の測定値から計算式（１）を用いて得られた結果を表２に示す。
【０１５４】
【表２】

【０１５５】
　比較例で作製したハーフミラーの反りは、平均４３７．１μｍであった。これに対して
、実施例１で作製したハーフミラーの反りは、平均１１．８μｍであり、本発明にかかる
方法によって製造したハーフミラーには「反り」はほとんどないことが明らかになった。
【０１５６】
　〔結果２：ハーフミラーの外観の比較〕
　デジタルカメラを用いて、ハーフミラーの表面を４倍に拡大して撮影した。比較例で作
製したハーフミラーの外観写真を図２に、実施例１で作製したハーフミラーの外観写真を
図３に示す。
【０１５７】
　熱転写法により形成された比較例で作製したハーフミラーでは、表面にうねり及びピン
ホールが見られた。さらに、図２に示すように、ハーフミラー表面に上下に伸びるスジが
発生しており、外観が損なわれていた。一方、本発明のハーフミラーでは、図３に示すよ
うに、表面にうねり及びピンホール等は見られなかった。
【０１５８】
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　さらに、金属顕微鏡（ＮＩＫＯＮ社製、ＢＸ６０Ｍ）を用い、ハーフミラーの表面を明
視野で５０倍に拡大して撮影した。比較例で作製したハーフミラーの外観写真を図４に、
実施例１で作製したハーフミラーの外観写真を図５に示す。
【０１５９】
　熱転写法によって形成された比較例のハーフミラーでは、表面に微細な凹凸やうねりが
見られるのに対し、本発明の実施例１で作製したハーフミラーでは、表面に微細な凹凸や
うねりが無く、金属粒子が整然と並んだ均一な外観であることが分かった。
【０１６０】
　なお、走査型電子顕微鏡（株式会社日立ハイテクノロジーズ社製、Ｓ－４７００）を用
い、内部スケールの長さを基準として上記金属粒子の粒子径を測定したところ、図５に示
す金属粒子の粒子径は３０～６０ｎｍであった。
【０１６１】
　〔結果３：ハーフミラーの全透過率の測定〕
　ヘイズメーター（日本電飾工業株式会社製、ＮＤＨ-５０００）を用いて、ハーフミラ
ーの全透過率を測定した。比較例で作製したハーフミラーの全透過率は２８％であり、実
施例１で作製したハーフミラーの全透過率は３０％であった。従来公知の方法である熱転
写法により作製した比較例のハーフミラーと同様に、ハーフミラーとしての機能を有する
ことが分かった。
【０１６２】
　＜実施例２：文字や絵の模様を有するハーフミラーの作製＞
　実施例１の工程１において、下地組成物の混合薬液をＰＭＭＡ基板上に塗布した後に、
インプリント法を用いて、塗布面を図６に示すスタンパと合わせてから、ＵＶを照射する
ことによりＵＶ硬化樹脂を硬化させ、ＵＶ硬化樹脂上にデザインを転写した以外は、実施
例１の工程１及び２と同様の処理を行うことにより、表面に「ＯＭＲＯＮ」ロゴを有する
ハーフミラーを作製した。作製したハーフミラーのデジタルカメラ写真を図７に示す。な
お、図６に記載されている数値の単位はｍｍである。
【０１６３】
　図７に示すように、平坦部と凹凸部とを組み合わせて文字を形成したスタンパを用いる
だけで、容易にハーフミラーに文字をデザインすることができた。ハーフミラー表面にイ
ンクを印字する特許文献１に記載の従来方法では、指で擦る等の摩擦によりインクが剥離
するという欠点があった。これに対し、実施例２の方法で付与された文字は有機膜上の凹
凸により表現され、当該有機膜表面には金属膜が形成されているので、摩擦により剥離し
て外観を損ねることはなく、デザイン性に優れ、かつデザインが剥離しないハーフミラー
を容易に作製することができた。
【０１６４】
　また、実施例１と同様の方法を用いて、実施例２で作製したハーフミラーの全透過率を
測定した。当該ハーフミラーの全透過率は３０％であり、デザインを付与した場合もハー
フミラーとしての機能を有することが分かった。
【０１６５】
　＜実施例３：複合金属を含むハーフミラーの製造＞
　実施例１の工程２中（３）に記載の５０ｍＭのＳｎＣｌ２水溶液を５０ｍＭＳｎＣｌ２

と５０ｍＭＮｉＣｌ２とを含む水溶液にした以外は、実施例１の工程１及び工程２と同様
の処理を行い、ＳｎおよびＮｉの２種類の金属からなる金属粒子膜を含むハーフミラーを
作製した。作製したハーフミラーは、ＳｎまたはＮｉのみの単一金属からなる金属粒子膜
を含むハーフミラーの外観と比較して濃く、深みがあり、高級感のある金属色を呈した。
本発明のハーフミラー製造方法により、単一金属のみでは表現することができなかった多
様な金属色を有するハーフミラーを容易に製造することができた。
【０１６６】
　また、実施例１と同様の方法を用いて、実施例３で作製したハーフミラーの全透過率を
測定した。当該ハーフミラーの全透過率は２５％であり、複数の金属からなる金属粒子膜
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【０１６７】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１６８】
　以上のように、本発明により、従来品に比べて反りが少なく、基板の選択性およびデザ
イン性に優れたハーフミラーを容易かつ安価に製造できる方法が実現されたことで、各種
電子機器の表示板、ディスプレイパネル、およびラベル等に本発明のハーフミラーを用い
ることができ、各種電子機器産業において幅広く利用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６９】
【図１】ハーフミラーの反り量の定義を表す概念図である。
【図２】比較例で熱転写法によって作製されたハーフミラーの外観を示すデジタルカメラ
写真である。
【図３】実施例１で作製されたハーフミラーの外観を示すデジタルカメラ写真である。
【図４】比較例で熱転写法によって形成されたハーフミラーの外観を示す金属顕微鏡写真
である。
【図５】実施例１で作製されたハーフミラーの外観を示す金属顕微鏡写真である。
【図６】実施例２で用いたスタンパの概略図である。
【図７】実施例２で作製された模様のあるハーフミラーの外観を示すデジタルカメラ写真
である。
【符号の説明】
【０１７０】
　　１　　ハーフミラー
　　２　　最大の距離
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月14日(2009.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物と、酸性基を有する付加重合性化合物と、
親水性官能基を有する付加重合性化合物と、を含有する下地組成物を、透明基板または透
明フィルム上に塗布し、重合して、有機膜を形成する有機膜形成工程と、
　上記有機膜を、金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理することによって、上記酸
性基を金属（Ｍ１）塩にする金属塩生成工程と、
　上記金属（Ｍ１）イオンを含有する水溶液で処理した有機膜を、上記金属（Ｍ１）イオ
ンよりもイオン化傾向の低い金属（Ｍ２）イオンを含有する金属（Ｍ２）イオン水溶液で
処理することによって、上記酸性基の金属（Ｍ１）塩を、金属（Ｍ２）塩とする金属固定
工程と、
　上記金属（Ｍ２）イオンを還元して上記有機膜の表面に金属膜を形成する還元工程と、
を含み、
　上記塗布を印刷またはインプリント法によって行うことにより、上記有機膜に凹凸を付
与することを特徴とする、ハーフミラーの製造方法。
【請求項２】
　上記酸性基が、カルボキシル基、スルホン酸基、フェノール基、安息香酸基、フタル酸
基、サリチル酸基、アセチルサリチル酸基およびベンゼンスルホン酸基からなる群より選
ばれる官能基を含むことを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項３】
　上記３つ以上の反応基を有する付加重合性化合物の反応基が、アクリロイル基および／
またはメタクリロイル基を含むことを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造
方法。
【請求項４】
　上記親水性官能基が、エチレンオキシド基および／またはプロピレンオキシド基を含む
ことを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項５】
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　上記金属（Ｍ１）が、カリウムまたはナトリウムであることを特徴とする、請求項１に
記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項６】
　上記金属（Ｍ２）が、スズ、ニッケル、インジウム、金、パラジウム、および銀からな
る群より選ばれる１種類または２種類以上の金属であることを特徴とする、請求項１に記
載のハーフミラーの製造方法。
【請求項７】
　上記還元工程では、上記金属（Ｍ２）イオンの還元を、
（１）アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホ
ウ素カリウム、ジメチルアミンボラン、トリメチルアミンボラン、クエン酸、クエン酸ナ
トリウム、タンニン酸、ジボラン、ヒドラジン、ホルムアルデヒド、
（２）（１）の化合物の誘導体、および
（３）亜硫酸塩、次亜リン酸塩
からなる群より選ばれる１以上の還元剤、並びに／または、
　紫外線、熱、プラズマ、および水素からなる群より選ばれる１以上の還元手段、を用い
て行うことを特徴とする、請求項１に記載のハーフミラーの製造方法。
【請求項８】
　透明基板または透明フィルム上に、凹凸を有する有機膜が形成され、当該有機膜上に粒
子径が１０～１００ｎｍの金属粒子からなる金属膜が形成されてなり、
　ハーフミラーを製造する前の上記透明基板または上記透明フィルムの「ｘ－ｚ」断面に
おける、上記透明基板または上記透明フィルムの両端部を結ぶ直線から上記透明基板また
は上記透明フィルムまでの最大の距離と、
　ハーフミラーの「ｘ－ｚ」断面における、上記ハーフミラーの両端部を結ぶ直線から上
記ハーフミラーまでの最大の距離と、の差が２０μｍ以下であり、
　上記「ｘ－ｚ」断面は、ハーフミラーを製造する前の上記透明基板もしくは上記透明フ
ィルムまたは上記ハーフミラーの、厚み方向を「ｚ」軸方向とし、ハーフミラーを製造す
る前の上記透明基板もしくは上記透明フィルムまたは上記ハーフミラーの、短手方向もし
くは長手方向を「ｘ」軸方向としたときの、当該「ｘ」軸および当該「ｚ」軸に対して平
行な断面であることを特徴とするハーフミラー。
【請求項９】
　上記金属粒子は、スズ、ニッケル、インジウム、金、パラジウム、および銀からなる群
より選ばれる１種類または２種類以上の金属の粒子であることを特徴とする請求項８に記
載のハーフミラー。
【請求項１０】
　請求項１に記載のハーフミラーの製造方法によって製造されたことを特徴とするハーフ
ミラー。
【請求項１１】
　全透過率が１０～８０％であることを特徴とする、請求項８または１０に記載のハーフ
ミラー。
【請求項１２】
　請求項８または１０に記載のハーフミラーを備えることを特徴とする電子部品及び電子
機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４９】
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【表１】

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５１】
　ラジカル重合開始剤としては、２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－フォ
スフィンオキサイド（商品名：ルシリンＴＰＯ、ＢＡＳＦ社製）を用い、酸性基を有する
付加重合性化合物としては、フタル酸アクリレート（商品名：ＨＯＡ－ＭＰＬ、共栄社化
学株式会社製）を用い、３つ以上の官能基を有する付加重合性化合物としては、ペンタエ
リスリトールトリアクリレート（商品名：ＰＥ－３Ａ、共栄社化学株式会社製）を用い、
親水性官能基を有する付加重合性化合物としては、エチレングリコールジアクリレート（
商品名：４ＥＧ－Ａ、共栄社化学株式会社製）を用いた。
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